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【57】申請專利範圍
1.　一種以流體化床結晶技術從含鎳廢水中合成鹼式氧化鎳結晶物之方法，包括：提供一流
體化床反應槽，其具有一下段及一上段，該下段設有一溶液進流口與一藥劑進流口，該

上段設有一出水口，該下段與該上段之間具有一迴流管路，該反應槽內不具有異質擔

體；將含鎳溶液與藥劑個別從該溶液進流口與該藥劑進流口引入該流體化床反應槽內混

合，其中藥劑包含可將二價鎳鹽類或氫氧化鎳於鹼性溶液中氧化合成三價鎳鹼式氧化鎳

(NiOOH)產物的氧化劑；將與該藥劑混合的含鎳溶液由該反應槽下段向該反應槽的上段
流動；以及將與該藥劑混合的含鎳溶液經由該迴流管路迴流至下段以進行循環，使得含

鎳溶液中的鎳離子與藥劑反應以產生鹼式氧化鎳顆粒，其中出流水的酸鹼值(pHe)控制在

7至 10之間，且含鎳溶液截面負荷(L)控制在 1至 3.5kg m-2 h-1之間。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該藥劑更包含作為穩定劑的碳酸溶液。
3.　如申請專利範圍第 2項所述之方法，其中該碳酸溶液為碳酸鈉溶液，且該碳酸鈉溶液相
對含鎳溶液之進料莫耳濃度比控制在 0.5至 1.5之間。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該氧化劑為次氯酸鈉(NaClO)，且該氧化劑中
之自由氯對鎳之初始莫耳比控制在 0.5至 2.1之間。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中將水力停留時間控制在 15至 50min之間。
6.　如申請專利範圍第 5項所述之方法，其中將水力停留時間控制在 16.4min至 40.9min之
間。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中反應的酸鹼值(pHe)控制在 9至 10之間。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中先利用含鎳溶液與藥劑在該反應槽內混合產成
出氧化鎳結晶顆粒作為擔體，且將顆粒床高控制在該反應槽下段管長的 0.25-0.75倍之
間。

圖式簡單說明
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圖 1係繪示根據本發明一實施例之流體化床反應槽的示意圖。
圖 2(a)係繪示在流體化床顆粒化合成鹼式氧化鎳的系統中，不同的酸鹼值（pH e）對結晶

比例(CR%)與除鎳效率(TR%)的影響關係圖。
圖 2(b)係繪示圖 2(a)的操作條件下，不同酸鹼值(pH e)下的鹼式氧化鎳溶解曲線圖。

圖 3係繪示在流體化床顆粒化合成鹼式氧化鎳的系統中，不同的水力停留時間(HRT)對結
晶比例(CR%)與除鎳效率(TR%)的影響關係圖。
圖 4係繪示在流體化床顆粒化合成鹼式氧化鎳的系統中，不同的含鎳溶液截面負荷(L)對

結晶比例(CR%)與除鎳效率(TR%)的影響關係圖。
圖 5係繪示在流體化床顆粒化合成鹼式氧化鎳的系統中，藉由改變進料鎳濃度及改變鎳

進料流速而使截面負荷改變的條件下，不同的含鎳溶液截面負荷(L)對結晶比例(CR%)與除鎳
效率(TR%)的影響關係圖。
圖 6係繪示在流體化床顆粒化合成鹼式氧化鎳的系統中，不同的顆粒床高(H)對結晶比例

(CR%) 與除鎳效率(TR%)的影響關係圖。
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